Metrologicka nadvaznost pri merani elektrickych velicin
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Metrologicka nadvaznost (Obr. 1) zabezpecCuje spolahlivost a medzinarodnu porovnatefnost vysledkov merani. V oblasti
elektrickych merani sa realizuje prostrednictvom hierarchie etalonov [1], ktora prepaja primarne kvantové realizacie jednotiek
so sekundarnymi a pracovnymi etalonmi vyuzivanymi pri kalibracii [2].

Prispevok sa zaobera strukturou metrologickej nadvaznosti v oblasti elektrickych veliCin so zameranim na prenos jednotiek,
kalibracné vazby a vyhodnocovanie neistdt na jednotlivych urovniach metrologického systému. SucCastou je identifikacia
dominantnych zdrojov neistét a analyza vplyvu prevadzkovych a environmentalnich faktorov na stabilitu a reprodukovatelnost
vysledkov merani.

Dalej sa porovnavaju tradicné postupy realizacie jednotiek s modernymi kvantovymi realizaciami zaloZenymi na
Josephsonovom a Hallovom efekte, ktoré umoziuju realizaciu jednotiek elektrického napatia a elektrického odporu s velmi
nizkou neistotou a vysokou dlhodobou stabilitou [2; 3]. Tieto pristupy prispievaju k znizovaniu systematickych zloziek neistoty
v metrologickom retazci.

Z vykonanej analyzy vyplyva, ze metrologicka nadvaznost predstavuje zakladny predpoklad zachovania konzistencie
elektrickych merani, priCom kvantové realizacie jednotiek vyznamne zvysSuju presnost, spolahlivost a medzinarodnu
porovnatelnost vysledkov v priemyselnych aj vedeckych aplikaciach.
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Obr. 1: Vztah metrologickej nadvaznosti a neistoty merania.
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Zaver

metrologicka nadvaznost zabezpecuje jednotnost elektrickych merani,

neistota rastie s kazdym stupnom prenosu jednotky,

dominantny vplyv maju referencné etaldny, stabilita zariadeni a podmienky prostredia,

kvantové etalony zalozené na Josephsonovom a Hallovom efekte poskytuju najvyssiu presnost a stabilitu,
predstavuju zaklad moderného systému elektrickej metrologie.
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